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封 面解读

计衡微纳间，算验万核前。

光行精妙路。刻就芯片圆。

封底 解读

封面形象示意了极紫外(EuV)光刻机光源的基本原理：预、主脉冲分别与靶材作用产生极紫外光，后者被收集镜收

集，经过光谱纯化传输至光刻系统以曝光晶圆。EuV光源是EuV光刻机中最核心的分系统之一，是下一代大规模工业

化量产工艺制程的必备技术。

内封面解读(封二)

封面包含光刻机运动台和运动控制两大部分。以光刻机工件台为背景，光刻机运动台系统是光机电高度一体化

的产物，而工件台是运动台系统的典型代表。要实现超精密光刻工艺，针对运动台的先进控制必不可少。其中光刻机

运动台的控制框图，表现出包含多自由度解耦、前馈控制和反馈控制的系统控制架构。

内封面解读(封三)

封面中光刻胶分子从芯片的光刻焦点向外飞出，表示它们都是光刻过程中必不可少的分子。极紫外光刻胶是实

现最先进芯片制造的关键材料，对极紫外光刻的效果影响巨大。
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